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【年通号数】公開・登録公報2010-051
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【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  21/956    (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月16日(2011.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
検査システムをリアルタイムで対話的に調整する調整方法であって、
　ａ．前記検査システムを用いて検査片の特性を検知するステップと、
　ｂ．前記検知した特性を分析して、位置情報及びレベル情報を含む異常を識別するステ
ップと、
　ｃ．前記異常のレベル情報を、閾値を含んだ検査システム・パラメータの１組の初期値
を用いて分析するステップと、
　ｄ．ステップｃにおける前記レベル情報の分析に基づいて、前記異常の初期部分を欠陥
として捕らえるステップと、
　ｅ．前記捕らえた異常の概要を表示するステップと、
　ｆ．潜在的に捕らえられる欠陥と前記検査システム・パラメータの少なくとも１つに対
する閾値との関係を表す動作曲線を表示するステップと、
　ｇ．前記検査システム・パラメータの少なくとも１つを選択的に変化させて前記検査シ
ステム・パラメータの１組の修正閾値を形成するステップと、
　ｈ．前記検査システム・パラメータの少なくとも１つを変更することのリアルタイムの
フィードバックを受信し、該変更された検査システム・パラメータであって変更された閾
値である修正閾値を含む検査システム・パラメータに基づいて、前記検査片を再走査する
ことなく、前記異常のレベル情報を分析するステップと、
　ｉ．ステップｈにおける前記レベル情報の分析に基づいて、前記異常の更新された部分
を欠陥として捕らえるステップと、
　ｊ．前記捕らえた異常の概要を表示するステップと、
　ｋ．致命的欠陥、真性欠陥、無害欠陥からなる欠陥の種類、並びに、欠陥粒子、欠陥パ
ターン、欠陥色ばらつき粒からなる欠陥の等級によって、識別された欠陥を弁別するステ
ップと、
　ｌ．ステップｇからｋまでを選択的に繰り返えして、前記検査片の歩留まりに影響を及
ぼす欠陥を検出するステップと、
　ｍ．検査システムの処方に用いるために、前記検査システム・パラメータの１組の修正
閾値を記憶するステップと
から成ることを特徴とする方法。
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【請求項２】
請求項１記載の方法において、前記検査システムは、光学検査システムであることを特徴
とする方法。
【請求項３】
請求項１記載の方法において、前記検査片は、半導体ウェハであることを特徴とする方法
。
【請求項４】
請求項１記載の方法において、前記検査片の特性は、表面欠陥であることを特徴とする方
法。
【請求項５】
請求項１記載の方法において、該方法は更に、前記検査片上で捕らえた異常の空間表現を
選択的に表示するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
検査システムの処方をリアルタイムで対話的に調整する調整方法であって、
　ａ．検知した異常についてのレベル情報を受け取るステップと、
　ｂ．閾値を含む検査システム・パラメータの１組の初期値を用いて、前記異常のレベル
情報を分析するステップと、
　ｃ．ステップｂにおける前記レベル情報の分析に基づいて、前記異常の初期部分を欠陥
として捕らえるステップと、
　ｄ．該捕らえた異常の概要を表示するステップと、
　ｅ．潜在的に捕らえられる欠陥と前記検査システム・パラメータの少なくとも１つに対
する閾値との関係を表す動作曲線を表示するステップと、
　ｆ．前記検査システム・パラメータの少なくとも１つを選択的に変化させ、前記検査シ
ステム・パラメータの１組の修正閾値を形成するステップと、
　ｇ．前記検査システム・パラメータの少なくとも１つの変化をリアルタイムで受け取り
、検査片を再度走査することなく、前記修正閾値からなる変更された検査システム・パラ
メータの少なくとも１つに基づいて、前記異常のレベル情報を分析するステップと、
　ｈ．ステップｇにおける前記レベル情報の分析に基づいて、前記異常の更新された部分
を欠陥として捕らえるステップと、
　ｉ．該捕らえた異常の概要を表示するステップと、
　ｊ．致命的欠陥、真性欠陥、無害欠陥からなる欠陥の種類、並びに、欠陥粒子、欠陥パ
ターン、欠陥色ばらつき、欠陥粒からなる欠陥の等級によって、識別された欠陥を弁別す
るステップと、
　ｋ．ステップｆからｊまでを選択的に繰り返えして、検査片の歩留まりに影響を及ぼす
欠陥を特定するステップと、
　ｌ．検査システムの処方に用いるために、前記検査システム・パラメータの１組の修正
閾値を記憶するステップと
から成ることを特徴とする方法。
【請求項７】
請求項６記載の方法において、前記異常は、検査片上の表面欠陥を表すことを特徴とする
方法。
【請求項８】
請求項６記載の方法において、該方法は更に、前記捕らえた異常の空間表現を選択的に表
示するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
検査システムであって、
　検査片の特性を検知するように構成されたセンサと、
　プロセッサであって、
　　前記検知した特性を分析して、位置情報及びレベル情報を有する異常を識別し、
　　閾値を含む検査システム・パラメータの１組の初期値を用いて、前記異常のレベル情
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報を分析し、
　　前記レベル情報の分析に基づいて、前記異常の初期部分を欠陥として捕らえる
ように構成されたプロセッサと、
　前記捕らえた異常の概要を表示し、かつ、潜在的に捕らえられる欠陥と前記検査システ
ム・パラメータの少なくとも１つに対する閾値との関係を表す動作曲線を表示するように
構成されたディスプレイと、
　前記検査システム・パラメータの少なくとも１つを選択的に変化させ、前記検査システ
ム・パラメータの１組の修正閾値を形成するように構成された入力と
を備えており、
　前記プロセッサは、更に、前記検査システム・パラメータの少なくとも１つの変化をリ
アルタイムで受信し、検査片を再走査することなく、前記修正閾値を含んだ少なくとも１
つの変化された検査システム・パラメータに基づいて、前記異常のレベル情報を分析し、
前記レベル情報の直前の分析に基づいて、前記異常の更新部分を欠陥として捕らえるよう
に構成されており、
　前記ディスプレイは、更に、前記捕らえた欠陥の更新した概要を表示するように構成さ
れており、
　前記プロセッサはさらに、致命的欠陥、真性欠陥、無害欠陥からなる欠陥の種類、並び
に、欠陥粒子、欠陥パターン、欠陥色ばらつき、欠陥粒からなる欠陥の等級によって、識
別された欠陥を弁別するよう構成されており、
　前記検査システムはさらに、該検査システムの処方に用いるために、前記検査システム
・パラメータの１組の修正閾値を記憶するように構成されたメモリを備えている
ことを特徴とする検査システム。
【請求項１０】
請求項９記載の検査システムにおいて、該検査システムは光学的検査システムであること
を特徴とする検査システム。
【請求項１１】
請求項９記載の検査システムにおいて、前記検査片は半導体ウェハであることを特徴とす
る検査システム。
【請求項１２】
請求項９記載の検査システムにおいて、前記検査片の特性は表面欠陥であることを特徴と
する検査システム。
【請求項１３】
請求項９記載の検査システムにおいて、前記ディスプレイは更に、前記検査片上で捕らえ
た異常の空間表現を選択的に表示するように構成されていることを特徴とする検査システ
ム。
【請求項１４】
請求項１記載の方法において、ステップｉにおいて、再計算された動作曲線を表示するこ
とを特徴とする方法。
【請求項１５】
請求項１記載の方法において、前記検査システムは、検査片の特性を複数枚の画像として
感知するよう構成され、前記検査システムによって感知された検査片の各画像について、
前記方法のそれぞれのステップが繰り返し実行されることを特徴とする方法。
【請求項１６】
請求項６記載の方法において、ステップｉにおいて、再計算された動作曲線を表示するこ
とを特徴とする方法。
【請求項１７】
請求項６記載の方法において、前記レベル情報は検査片の複数枚の画像として受け取られ
、該受け取られた各画像について、前記方法のそれぞれのステップが繰り返し実行される
ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
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請求項９記載の検査システムにおいて、前記ディスプレイは更に、再計算された動作曲線
を表示するよう構成されていることを特徴とする検査システム。
【請求項１９】
請求項９記載の検査システムにおいて、前記センサが検査片の複数の画像を生成し、前記
検査システムが前記検査片の各画像を処理するよう構成されていることを特徴とする検査
システム。
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